



その分子の反応性に就いて(第24報，補充 C4 J) 
浅田幸作
On the πElectrons Densities of the Atoms 
Which are Belonging to P-Orbits 
and On the Reactivities 




On仕leAtomic Distances and Conjugations. 
On the lastly report the reason that the application of Huckel method.， toorganic 
unsaturated compounds which contain >C=C<， -c三 N，N =0， c=o etc. due to 
possess. Several amounts ofπElectrons in the Atoms of mono-atomic connections 
These 7c Electrons are produced by shortening of Atomic distances and these shorten-
ing due to excite probably neubouring-Atoms of >C=C<， -c =N etc. Rationality of 
application of Huckel method to CNO unsat， Org. compounds will be proved from the 
Data which calculated by "π-electron only Huckel method". 
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1 )アノレキルアルキレン系 ::::C=C /'一一一C一一一
34 
l.34 CH2=CH一一一CH3
l. 34MT l. 34 CH2 =CH一一一CH2~'V'CH3
1.340TT 1. 510TT 1.34 CH2=CH~CH2.L .V .LCH2一一!CH3
l. 340TT l. 510TT l. 510TT l. 34 CH2=CH.L ，v'CH2.L. V .LCH2一一一CH2ーι~H3











































CH2 = C H 1 . 300 1.30 C~ 0 
t 0 l.34 
l. 30" l. 30 0Y CH2=CH一一一O一一一C一一一一一一CH3







A も叱CHa (i 





l.39 CH2=CH~'~~N "-vH1.49 
1.340TT 1目39CH2 = CH.L . v"'CH2一一~N:::'
1.39"T... 1.34 CH2=CH.L，V"N 一一一一CH3
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6 )ケト ιン cC = C-/-C-R) 
CH2=CHL坐 C~立よ」ιCH3
CH2=CHL担CH21.42 C"~' 0 1. 3生CH3、hbhA--J~CH3 1.420"，デo 1.34 CH2 = C ...v.L， .L.."'C乙 V .L，v"'CH3 
ケトンも有機酸などと差はない。
7)ハロゲン C C=C..c::::ーハロゲン〉
l.69 CH2=CH一一一cl1. 75 
l.86 CH2=CH一一Br1. 91 
209 CH2=CH一一e-I210 


















子の生成はご C=Cく， C三 N同様可成り差が認め
られる。
0l.17Cてo _ CH2l.42C '"具以0-、丹
CH21. 420 1. 42CH2- N以~C~三立~N
(D) N=O， N-O， N=N 
N原子は有機アミノ化合物に多く隣接原子への影
P軌道原子中の π電子密度とその分子の反応性に就いて 35 
響は比較的強い。
l. 30 O~N=O 
l. 30 =N~.vVN=O 
l. 34"T l. 30"T l.17 } -0一一~N'="':"'::"::N一一一C





















3. H.].M Bow TABLE OF INTER- LONDON 
外 ATOMICDISTANCE THE CHEMICAL 
AND CONFIGURA- SOCIETY 
TIONS IN MOLEC- BURINTON 
ULES AND IONS HOUSE 
WI 1958 
4.久保昌二氏原子価と分子構造丸善






〔πyy) (F y) 
最高値 最高値 の先行 〔及び5) 
(0あり ×なし) の位置 の位置 位置 ※ 
1. アノレキレン系 (xはなし)
CH2= CH 1.38CH3 。 × イオン反応 ×ル反応IイオCンl反応 I(及15び報5 ) 
CI C， C3 
CI 
CH2二CHl.38CH21.38CH3 。 × イオン反応 ヲシカル反応 イオン反応| 同上CI × c 
CH，-CA1.38CH}.51CH，l.38CH3 。 〉ノ¥ イオン反応 ランカル反応 イオン反応| 向上
CI × CI 
CH，二CH1. 38CH21. 51 CHフー1← 5ーZ.CH2l.38 CH3 。 × イオン反応 ラシカル反応 イオン反応| 同上CI × CI 
2 エーテノレ系
CH，二CHl. 42O l. 34 CH3 。 × イオン反応 ラシカル反応 イオン反応 I15報CI × c 
CH，ニCHl. 42O l. 42CH21.34CH2 。 × イオン反応 ラジカル反応 イオン反応| 向上CI X CI 
3. アミン系
反
CH2二CHl.39N一1一3一1CH3 × 。 イオン反応 ラシカル反応 ラシカル反応!× CI CI 
CH，=CH l.39N /¥CCHH 3 イオン反応 ランカル反応
イオ y。 。 /:( ~ 17報一c CI c. 
3l. 51 イオン
CH=CH139N /CH2一一一CH3 。 。 イオン反応 ラシカル反応 反cf九戸| 向上
， -'-'H "' "CH，一一一CH3 c CI 
CH2二CHl. 42CH2l. 39 Nく イオン反応 ラシカル反応
イオン。 。 反応 め1I司上
C4 c. c， 
CH2= CHl. 42CH、/¥9μC1H192-1N→3¥f-¥9CNcCHRiI3 -沼:iCJ 
。 。 イオン反応ランカル此 I灰 払反 応| 同上戸戸{'.仁』
CH，二CHl. 39 N 。 。 '1乃 /1λJ七、 /γ jjfVl.入/J[，¥ tz Jc， /J. 向上CI CI C， c，
CH2二CHl. 39N 1. 39C/O l.34 CH3 イオン反応 ランカル反応
イオン ラゾカル
向上。 。 反応日札c C7 c， c. 機構?
CH2=CH l. 39 N=C=S イオン反応
ラシカル反応
イオノ
向上。 。 反応c C6 c. 機構つ
CH，二CH1. 39N 1. 39CH，一1一5一lCH21.34 CH3 イオン反応 ランカル反応




C，二C51 C2=C5 IC，oC 同上
4固有機酸ヒニーノレ系
反
CH，二 CH1.420 1. 44Cr ¥O イオン反応 ランカル反応
イオノ
× 。 × c 反×応反 111報
CH，=CH 1.420 1. 44C /0 1.34CH3 イオン反応 ランカル反応
J オ〆
× 。 反虻 同上× CI × 
(※ 5は参考文献の 5) (受理平成2年 2月20日〕
